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１．はじめに 

大気圧・準大気圧下におけるナノ秒パルス電

源を用いた非平衡プラズマ生成に関する研究

が行われている。我々はこれまでに，近年開発

されたSiC-MOSFETインバータ電源を用いて，

繰り返し周波数600 kHz，ガス圧力10 kPaのヘリ

ウムパルスグロー放電の特性を評価した[1]。高

繰り返しにすることで，パルス電圧オフ後のア

フターグローが消滅する前に次のパルス電圧

が印加される。陰極からの2次電子放出がプラ

ズマ生成に重要な役割を果たすと考えられる。

このプラズマ源をダイヤモンドライクカーボ

ン（DLC）成膜実験に適用し，従来の5～10倍

の高速成膜（0.1 m/min）を実現した[2]。 

本研究では高繰り返し窒素グロー放電生成

を行い，発光分光計測を用いて特性評価を実施

した。それらの結果を主に報告する。 

 

２．実験方法・結果 

真空容器内に平行平板電極（直径：50 mm，

ギャップ長：30 mm）を設置し，放電電極とし

た。窒素（N2）ガスを流量3 L/minで導入し，ガ

ス圧力を0.5 kPaとした。電極間に周波数20 kHz

～600 kHzの負極性パルス電圧（パルス幅：200 

ns）を印加し，パルスグロー放電を生成した。 

図1に陰極近傍（z = 0 mm）における発光スペ

クトルを示す。N2の第二正帯（SPS），第一正

帯（FPS），N2
+の第一負帯（FNS）とともに822 

nm近傍（図1中挿図）にN原子スペクトル（N I）

が観測された。また，N2 SPS (2, 5)とN2
+ FNS (0, 

0)の発光強度比R391/394の電極間における空間分

布を図2に示す。N2
+ FNS (0, 0)の励起エネルギー

はN2 SPS (2, 5)より高いため，陰極近傍では高エ

ネルギー電子が多く存在すると考えられる。講

演では，金属材料に窒素グロー放電プラズマ照

射を行った結果等についても発表する予定で

ある。 
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図 1 窒素グロー放電発光スペクトル（繰り返し

周波数：600 kHz，ガス圧力：0.5 kPa） 

 
 

図 2（a）N2
+ FNS (0, 0)と N2 SPS (2, 5)の強度比

の空間分布 


